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INFLUENCIA DA TEMPERATURA DE DEPOSICAO,
FLUXO DA SOLUCAO PRECURSORA E
DISTANCIA BICO ATOMIZADOR-SUBSTRATO NAS
PROPRIEDADES DOS FILMES DE OXIDO DE GRAFENO

Elisangela Pimentel da Silva, Herval Ramos Paes Jr

O grafeno é um material composto de atomos de carbono e é a base de outras estruturas
grafiticas com forma cristalina do carbono, como diamante, grafite, nanotubos e fulerenos. No
presente trabalho foram produzidos filmes de Oxido de grafeno depositados em substrato de
vidro pela técnica spray-pirélise automatizado, visando sua aplicagcdo como Oxido condutor
transparente em célula solar. No preparo da solucéo precursora foi utilizada uma solucéo de OG
de 5 mg/mL misturado com 0,352 g de &cido ascérbico com 99% de pureza na propor¢ao 1:1,
diluidas 100X com agua deionizada e etanol, na proporcédo 80:20 para a producao de filmes de
grafeno. Os parametros de deposicao utilizados foram: temperatura de substrato de 250, 300,
350 e 400 °C, tempo de 10 min e fluxo de 1 e 2 mL/min e distancia bico atomizador-substrato de
25 e 30 cm. A caracterizacdo morfologica foi feita em um Microscopio Confocal. A medida da
transmitancia 6tica em relacdo ao comprimento de onda foi realizada por um espectrofotémetro
de feixe duplo UV-VIS 1800, com comprimento de onda entre 300—1000 nm. A caracterizagao
elétrica foi realizada pelas medidas da variagdo da condutividade elétrica em funcdo da
temperatura e da resisténcia de folha. As micrografias da morfologia da superficie dos filmes
depositados indicam que o aumento da temperatura substrato e distancia bico atomizador-
substrato de 25 para 30 cm melhora o aspecto das amostras e influencia positivamente na
uniformidade da superficie que apresentou aspecto continuo, homogéneo e sem trincas. A
medida de transmitancia Otica apresenta como caracteristica geral uma menor transmitancia
Otica para os filmes depositados a 250 e 300 °C, quando comparados aos filmes depositados a
350 e 400 °C. De modo geral, os resultados indicam que a condicdo de deposicao ideal é
temperatura de 350 °C com o fluxo de solucdo de 2 mL/min e distancia bico atomizador-
substrato de 30 cm. Os resultados adquiridos indicam que € possivel produzir por spray-pirolise
filmes de grafeno, tendo o 6xido de grafeno como material precursor e o acido ascoérbico como
agente redutor, porem € necessario investigar novos ajustes de parametros de deposicdo para
ter flmes com potencial para aplicacdo como OCT.
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